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摘要(译)

本发明提供一种复合基片，至少具有基片、在该基片上形成的电极、以
及通过用厚膜法烘烤粉末状的绝缘材料而在该电极上形成的厚膜电介质
层即第1电介质层，在上述第1电介质层上、以及在第1电介质层的下部和
/或第1电介质层之间形成有通过溶液涂敷烘烤法形成的第2电介质层。根
据本发明的复合基片，能确保厚膜电介质层的绝缘性，而且由薄膜制成
的发光层等的功能性薄膜能够稳定工作，特别是可以稳定发光。
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